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Abstract 



The pile of a carpet or of another substrate is treated with a foam fluid which is applied through the opening 
of a slit doctor to the underside of a tubular carrier through which the fluid is fed. The carrier can rotate about 
its axis inside a screen-print template so that the outlet of the opening, viewed with respect to the- alignment 
of the substrate, can be moved forwards or backwards. This determines the degree of penetration of the 
fluid into or through the substrate and/or the amount of fluid which is applied per unit area of substrate. The 
angular adjustment of the application element can also bring about a stabilisation of the relatively thin 
screen-print template which is easily deformable. The same effects can als o be achieved if the support for 

fisl 

the substrate is appropriately moved in relation to the application element I 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<g) Verfahren und Vorrichtung zum Auftragen stromuhgsfahiger Medien auf durchlaufende Substrate 

3 



Der Flor eines Teppichs oder eines anderen Substrates 
wird mit einem Schaummedium behandelt, das durch den 
Durchlaft eines Schlitzrakels auf der Unterseite eines rohr- 
formigen Tragers, durch den das Medium zugefiihrt wird, 
aufgetragen wird. Der Trager kann um seine Achse im Inrie- 
ren einer Siebdruckschablone drehen, so da& der AuslaS 
des Durchlasses, betrachtet bezuglich der Aufrichtung des 
Substrates, vorwarts oder ruckwarts bewegt warden kann. 
Dies bestimmt das AusrnaG der Eindringung bzw. Durch- 
dringung des Mediums in das Substrat und/oder der Medi- 
ummenge, die pro Flacheneinheit des Substrates aufge- 
bracht wird. Die Winkelverstellung des Auftragselementes 
kann auch eine Stabilisierung der relativ dunnen Siebdruck- 
schablone, die leicht verformbar ist. bewirken. Die gleichen 
Effekte erreicht man auch dann, wenn man den Support fur 
das Substrat relativ zum Auftragselement entsprechend ver- 
tagert. 
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Patent ansp.rliche 



^1. Verfahren zur Regul ierung des AusmaBes der Eindringung 
eines s trbmungsf ahi gen gesch'aumten , pastbsen Oder 
flUssigen Mediums in ein Substrat, d a d u r c h 
gekennzei c h n e t, daB das Substrat in einer 
vorbest immten Ebene angeordnet wird, das Medium gegen 
die eine Seite des Substrates in dieser Ebene Vangs einem 
vorbest immten Weg gefbrdert wird und die R i chtungsl age 
dieses Weges und der genannten Ebene relativ zueinander 
ver'andert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet , daB 

dias Substrat in der genannten Ebene in einer vorbest i mmten 
Richtung bewegt wird, eine langliche Wegbahn verwendet wird, 
dii e im wesentlichen quer zu ;der genannten Richtung ge- 

■ i 

halten wird und das Verandernl der Ri cht ungs 1 age dadurch 
diur chgef Uhrt wird, daB die Wejgbahn urn eine Achse, die im 
wiesent 1 i chen parallel zur, Lanlgserstreckung in der Wegbahn 
ist, bewegt wird. 1 

3. Verfahren nach Anspruch 2, daidurch gekennzeichnet , daB 
diie Ri chtungsl agen ver ander ungj durch ein Drehen der Weg- 
bahn urn die genannte Achse im Uhrzei gersi nn oder im Gegen- 
uhrzei gers i nn geschieht. 
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4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzei chnet , daB 
die Wegbahn um eine ortsfeste Achse liber einen Winkel 
von weniger als 90° bewegt wird. 

5. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, mit einer Auflagerung des Substrates in 
einer vorbes t i mmten Ebene und mit einem Auf tr age! ement 
mit einem DurchlaB zum Aufbringen des Mediums auf die 
Ebene sowie einer Vorrichtung zum Zuflihren des Mediums 
zum DurchlaB des Auf tragselementes, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Ei nstel lmi ttel (20) zur Veranderung der 
Richtungsl age des genannten Durchlasses (4a) und zu- 
mindest einem Teil der Ebene des Substrates (1) relativ 
zueinander vorgesehen sind. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennze i chnet , daB 
die Einstel lmi ttel (20) Mittel zum Drehen des Auftrags- 
elementes (4) um eine ortsfeste Achse beinhalten. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzei chnet , daB 
der Drehtrieb (20) zur Veranderung der Winkellage des 
Auf tragselementes (4) auf eine maximale Wi nkel ver drehung 
von 90° ausgelegt ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzei chnet , daB 
die Mittel zur Berei thai tung des Substrates Mittel (9) 
zum Bewegen des Substrates (1) in eine vorbestimmte 
Richtung beinhalten und das Auf tragsel ement (4) lang- 
lich ausgebiidet ist und sich im wesentlichen quer zu 
dieser Richtung erstreckt. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennze i chnet , daB 
eine S i ebdr uck sch ab 1 one (2) vorgesehen ist, die zwischen 
der genannten Ebene des Substrates (1) und dem Auftrags- 
element (4) derart angeordnet ist, daB das aus dem Durch- 
laB (4a) austretende Medium V or Kontaktierung des 
Substrates (1) durch die S i ebdr uck schab 1 one treten muB. 
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10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet , 
daB die Mittel zur Berei t hal tung des Substrates (1) 
einen zweiten Durchlass (10a) benachbart dem Auftrags- 
element (4) definieren, der zweite DurchlaB (10a) und 
der DurchlaB (4) des Auf tr agse 1 ementes (4) auf ent- 
gegengesetzten Seiten der Ebene des Substrates (1) 
angeordnet sind und ferner ein Saugwerk (11) vorge- 
sehen ist, dessen EinlaB (11a) mit dem zweiten Durch- 
laB (10a) verbunden ist* 

11. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet , 
daB fur das Auf tr agse 1 ement (4) ein Trager (3) vorge- 
sehen ist und die Ei nstel Imi ttel (20) einen Trieb zur 
Ver'anderung der Ri cht ungs 1 age des genannten Durchlasses 
(4a) mittels dem Trager (3) beinhalten. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzei chnet , 
daB der genannte Trager (3) Teil der Zuf Lihrei nr i chtung 
flir das Medium ist und ein rohrfbrmiges Tragerteil 
beinhaltet, das einen mit dem DurchlaB (4a) des Auftrags- 
elementes (4) in leitender Verbindung stehenden AuslaB 
(3a) hat. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzei chnet , 

daB die Einstel Imi ttel einen Zahnstangen-Zahnr i tzel trieb 
(20) beinhalten. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzei chnet , 
daB die E i nste 1 1 mi ttel (110) Mittel zur Ver'anderung der 
Lage mindestens eines Teiles der genannten Ebene des 
Substrates (101) bezuglich des Auf tr agse 1 ement es (104) 
bei nhal ten . 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzei chnet , 
daB die Mittel zur Berei thai tung des Substrates (101) 
einen Substr at support (110) beinhalten und die Einstell- 
mittel eine gegenliber dem Auf tragsel ement (104) beweg- 
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bare Halterung fUr den Support (110) beinhalten. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzei chnet , 
daB der Support (10) eine im wesent 1 i chen zylindrische 
AuBenflache hat, die in Kontakt mit dem Substrat (101) 
stent . 

. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzei chnet , 
daS die Halterung eine bogenf brmi ge Wegbahn fur den 
Support (110) bildet. 

. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzei chnet , 
da6 die Einstellmi ttel eine Halterung fur das Auftrags- 
element (104) beinhalten, die diesem eine bogenf brmi ge 
Wegbahn ermbglicht. 
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Verfahren und Vorrichtung zum Auftragen strbmungs- 



fahiger Medien auf durch 1 auf ende Substrate 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
sowie eine Vorrichtung zum Auftragen strbmu n 9sfa- 
higer, gesch'aumter , pastbser oder fliissiger Medien 
auf Substrate, insbesondere zum Auftragen von 
5 schaumigen Medien auf durch 1 auf endes Text i lmater i a 1 
oder dergleichen. Insbesondere betrifft die Erfin- 
dung ein Verfahren sowie eine Vorrichtung, urn das 
AusmaB der Durchdr i ngung der s t rbmungsf ahi gen Medien 
in Teppi chmater i al hinein oder in andere Arten von 
10 ver gl ei chbaren Substraten hinein zu variieren. 

Es ist bekannt, das AusmaB der Durchdr i ngung eines 
Substrates mit einem s trbmungsf ahi gen Medium, bei- 
spielsweise Druckfarbe, Farbstoff, einem Impragnier- 
mittel, einem Splilmittel oder dergleichen, dadurch 

15 zu regulieren, daB man den Druck des Mediums, das 
das Substrat kontaktieren soil, andert. Es ist 
ferner bekannt, das AusmaB der Durchdr i ngung eines 
porbsen Substrates dadurch zu andern, daB man das 
Substrat sich Liber eine Saugkammer bewegen VaBt, 

20 die das Medium in den Kbrper des Substrates mit 
einer Kraft hineinzieht, die in Abhangi gkei t vom 
Di fferenti al druck zwischen dem Inneren der Saugkammer 
und der Umgebung steht. Diese Techniken si'nd in 
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vielen Fallen zuf r i edenstel 1 end in ihrer Funktion, 
erfordern jedoch eine zusatzliche kostspielige und 
raumaufwendige AusrUstung, Druckuberwachungsein- 
richtungen und dergleichen. Oar Liberh i n aus erfordert 
die Dr uckregel ung des st rbmungsf ah i gen Mediums eine 
Fbrdereinrichtung, die zuverlassig gegeniiber der 
Atmosphare abgedichtet sein muB, was zusatzliche 
erhebliche Kosten mit sich bringt. Die Verwendung 
einer Saugkammer erfordert auch das Vorsehen porbser 
Supporte und/oder Fbrderer fur die Substrate sowie 
ferner eine laufende betriebliche Oberwachung; urn 
zu kontrol 1 ieren , ob die Permeabi 1 i tat des Supportes 
fur das Substrat sich verandert hat, weil derar- 
tige Anderungen in erheblichem AusmaB d as AusmaB 
der Eindringung des Mediums i n <3as Substrat beein- 
f 1 ussen . 

Der vorliegenden Erfindung liegt von daher zunachst 
die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Regulierung 
des AusmaBes der Eindringung eines strbmungsf Shi gen 
Mediums in ein Substrat in einer Si ebdr uckmasch i ne 
oder einer ahnlichen Maschine 

. zu schaffen, das bei geringem Aufwand eine 
auBerorden t 1 i ch genaue und jederzeit reproduz i er bare 
Regulierung des AusmaBes der Eindringung ermbglicht. 
Dieses sehr einfache und preiswert durchzuf uhrende 
Verfahren soil dabei sowohl eine abrupte wie eine 
graduelle Snderung des AusmaBes der Eindringung er- 
mbglichen. 

Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur 
Durchf lihr ung eines derartigen Verfahrens, wobei dafur 
Sorge getragen sein soil, daB das AusmaB der Ein- 
dringung des Mediums in das Substrat wahrend der 
laufenden Bearbeitung durch gef lihrt werden kann. 



34-1- 

Mathias -Witter 



Es soil auch dafiir So'rge getragen sein, daB nur 
relativ geringe Anderungen bestehendet Masch i nen 
bzw. Bearbei tungsanl agen erforderlich sind, urn 
diese auf die Durchf lihr ung des neuen Verfahrens 
umzurii s ten . 

Die erfindungsgemafle Losung bezliglich des Ver- 
fahrens besteht im wesentlichen darin, daB das 
Substrat in einer gegebenen Ebene angeordnet wird, 
das Medium auf die eine Seite des Substrates in 
der Ebene aufgetragen wird, indem man das Medium 
sich Tangs einem vorbes timmten Weg bewegen laBt 
und daB man dann die R i ch t ungs 1 age dieses Weges 
und der genannten Ebene im Verhaltnis zueinander 
andert ♦ 

GemaB einer bevorzugten Ausges tal tung beinhaltet 
der Anderungsschr i tt das Alternieren der Richtungs- 
lage des Weges in Bezug zur Ebene des Substrates, 

GemaB einer weiteren bevorzugten Ausgestal tung be- 
wegt man das Substrat in der gegebenen Ebene in 
einer vorbes ti mmten Richtung. Der Weg flir das Medium 
ist vorzugsweise langlich und erstreckt sich quer 
zu dieser Richtung. Der Schritt zur Ver'anderung der 
Richtungsl age beinhaltet das Bewegen des Weges urn 
eine Achse, die im wesentlichen parallel zur L'angs- 
richtung des Weges liegt. Der Schritt kann jedoch 
auch das Drehen der Wegbahn urn die vorgenannte 
Achse im Uhrzei gersi nn oder gegen Uhr ze i ger s i nn 
bei nhal ten . 
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Bezliglich der erf i ndungsgemaBen Vorrichtung ist 
bei einer Vorrichtung fur die Berei thai tung des 
Substrates in einer vorbes t immten Ebene und mit 
einem Auf tr agse 1 ement mit einem DurchlaB ftfr das 
5 Medium in Richtung auf die Ebene vorgesehen, das 
Ei nstel Imi ttel fiir die Ver'anderung der Richtungs- 

lage des genannten Durchlasses und mindestens 
eines Teiles der genannten Ebene relativ zuein- 
ander vorgesehen sind. 

10 GemaB einer bevorzugten Ausges t al tung kann das 
Auf tragsel ement urn eine ortsfeste Achse drehbar 
sein, urn seine Winkellage verandern zu kbnnen. 
Das Auf tragselement kann dabei ein langlich ge- 
schlitzter Rakel sein. DEr Rakel kann sich dabei 

15 im wesentlichen quer zur Bewegungsr i cht ung des 
bei spiel swei se auf einem Drucktuch angeordneten 
Substrates erstrecken* Die Vorrichtung kann dabei 
ferner eine Si ebdruckschabl one beinhalten, die 
zwischen der Substr atebene und dem Auf tragselement 

20 vorhanden ist, so daS das Medium auf seinem Weg 

zum Kontakt mit dem Substrat die Siebdruckschablone 
durchtreten muB. 

Auf der anderen Seite des Substrates kann ein 
zweiter DurchlaB vorgesehen sein und der zweite 

25 DurchlaB und der DurchlaB des Auf tragsel ementes 
wirken auf den beiden Seiten der Subs tr atebene 
so zusammen, daB mit Hilfe einer Saugei nr i chtung, 
die auf den zweiten DurchlaB wirkt, das Medium in 
das Material des Substrates hi nei ngezogen wird. 

30 Weitere bevorzugte Ausges tal tungen der Vorrichtung, 
insbesondere bezliglich des Tragers fur das Auf- 
tragselement , bezliglich der detai 1 1 i erten Konstruk- 
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tion des Ei nstel Imechani smsuses fiir das Auftrags- 
element bezliglich seiner Richtungsver 1 agerung sowie 
auch von Konstruk t i onen , die eine Veranderung der 
Lage mindestens eines Teiles der Subs tr atebene 
ermogl i chen, sind in den entsprechenden Unteran- 
spr lichen gekennzeichnet. 

Ausf iihrungsbei sp i el e von Vorr i ch tungen gemaB der 
Erfindung werden nachstehend unter Bezugnahme auf 
die Zeichnung naher beschrieben. 
Es zeigen: 

Figur 1 einen schemat i s i er ten Querschnitt durch 
eine Vorrichtung gem'aB der Erfindung, 

Figur 2 eine vereinfachte Tei 1 sei tenansi cht der 
Vorrichtung nach Figur 1 mit teilweiser 
Schni ttdar ste 1 1 ung , 

Figur 3 einen schemat i s i er ten Querschnitt durch 
eine weitere Vorrichtung gemaft der Er- 
findung , 

Figur 4 eine Tei Iseitenansicht der Vorrichtung 
nach Figur 3 mit teilweiser Schnittdar- 
stel 1 ung 



Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Vorrichtung 
dientder Aufbringung eines Schaummed i urns auf aufein- 
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anderfolgende Stellen eines relativ breiten Substrates 
1, bei spi el swei se auf den Flor auf der Oberseite eines 
durchl auf enden Tepp i chma ter i a 1 es . Die Vorrichtung 
beinhaltet eine drehbare zylindrische Si ebdruckschab- 
lone 2, die urn ihre Achse in Richtung des Pfeiles B 
in Abh'angi gkei t der Bewegung des Substrates 1 in 
Richtung des Pfeiles A und/oder in Abhangi gkei t der 
Obertragung eines Drehmomentes durch eine gesonderte 
Antriebseinhei t (nicht dargestellt) dreht. Die Sieb- 
druckschabl one 2 umgibt den liberwi egenden Tei 1 eines 
langlichen Rohrstiickes, das einen Trager 3 fur ein 
Auf tragselement 4 bildet, das 1m darges tel 1 ten 
Ausf Uhrungsbei spiel als Schlitzrakel ausgebildet 
ist und einen langlichen DurchlaB 4a fiir einen Strom 
eines Schaummedi urns zu der I nnenwandf 1 ache der Sieb- 
druckschablone 2 diejenige Region bildet, in der die 
AuBenwandf lache der Schablone dem Substrat 1 am 
nachsten liegt. Das dargestellte Auf tr agsel emen t 4 
beinhaltet zwei elastische Auflagen 5 und 6, die mit 
der Umf angsf 1 ache des Tragers 3 verbunden sind und 
den wesentlichen Teil des Durchlasses 4a flankieren, 
sowie zwei Rakelschuhe 7 und 8, die jeweils auf den 
Unterseiten der beiden elastischen Auflagen 5 und 6 
befestigt sind und die die I nnenwandf lache der Sieb- 
druckschablone 2 kont ak t i eren . Die Rakelschuhe 5 und 
7 umgeben den untersten Bereich des Durchlasses 4a, 
dessen oberster Bereich das Schaummedi urn aus dem 
Inneren des Tragers 3 Uber einen AuslaB 3a aufnimmt, 
der aus einem oder mehreren langlichen Schlitzen ge- 
bildet sein kann, oder aus einer oder mehreren Reihen 
einzelner Lbcher, oder aber aus einem oder mehrerer 
Reihen einzelner Lbcher und kurzerer Schlitze. 
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Der Trager 3 kann als Teil der Einrichtung zur Zu- 
fiihrung des Schaummedi urns in den DurchlaB 4a des 
Auf t r agse 1 emen tes 4 angesehen werden. Diese Zu- 
f lihrungsei nr i chtung beinhaltet ferner eine Leitung 
5 12, die das Schaummedi um zu dem einen Achsende des 

Tr'agers 3 bringt und deren Aufnahmeende mit dem Aus- 
1 aB eines Schaumer zeuger s 13 verbunden ist. 

Der im Ausf iihrungsbei sp i el dargestellte Schaum- 
erzeuger hat eine erste Leitung 14 mit einem Regu- 

10 lierventil 15 und dient der Zufiihrung eines gasfbr- 
mi gen Schaummi ttel s , beispielsweise Luft, zum 
Schaumerzeuger . Der Schaumer zeuger 13 beinhaltet 
ferner eine zweite Leitung 16, die ein Regulier- 
ventil 17 beinhaltet und die eine Flussigkeit 

15 von einem Spei cher gef aB 18 abzieht. Die Art und 
Weise, wie die Flussigkeit vom Spei chergef 'aB 18 
in den Schaumerzeuger gepumpt wird und die Art und 
Weise, wie die Flussigkeit vor Einbringung in die 
Leitung 12 im Erzeuger gesch'aumt wird, bildet nicht 

20 Teil der vorliegenden Erfindung. 

Die dargestellte Einzelleitung 12 kann durch eine 
ganze Anordnung von Leitungen ersetzt sein, die 
Schaummedium zu in Achsrichtung abstandigen Bereichen 
des Tr'agers 3 fiihren, um zu gew'ahr 1 ei sten , daB der 
25 Innenraum des Tr'agers gleichfbrmig mit dem Medium 
gefiillt wird und er dieses Medium in jeglichem 
Bereich des Auslasses 3a mit der gleichen Oder zu- 
mindest nahezu identischer Abgabemenge zu 'bringen. 

Die Einrichtung zur Vorhaltung des Substrates 1 
30 unterhalb der S i ebdruckschab 1 one 2 in einer vor- 

bestimmten, bei spielswei se horizontalen Ebene bein- 
haltet das Obertrum eines endlosen, porosen Druck- 
tuches 9, das in bekannter Weise so angetrieben ist, 
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daB das Obertrum sich in Richtung des Pfeiles A 
bewegt. Der Bereich des Obertrums des Drucktuches 9, 
der unmittelbar unterhalb der Siebdruckschablone 2 
liegt, lauft langs der Oberseite eines stationaren 
Supportes 10, der einen vertikalen DurchlaB 10a hat, 
der mit dem SaugeinlaB 11a eines einstel 1 baren Saug-* 
werkes 11, bei sp i el swei se <einer Pumpe, eines Gebla- 
ses oder dergleichen verbunden ist. Das AusmaB, mit 
dem das Schaummedium in das Substrat 1 in dem Bereich 
unterhalb des zu unterst liegenden Bereiches der Sieb- 
druckschablone 2 eindringt, kann durch Anderung des 
Druckes im DurchlaB 10a, bei spi el swei se durch 
Snderung des Di fferent i al druckes zwischen dem Inneren 
des Durchlasses 10a und der umgebenden Atmosphare, 
variiert werden. Das AusmaB kann auch durch den Druck 
varriert werden, mit dem das geschaumte Medium in den 
Tr'ager 3 Uber die Leitung 12 eingebracht wird, bei- 
spielsweise durch Snderung der Stellung der Ventile 
15 und/oder 17. 

GemaB der vorliegenden Erfindung jedoch kann das 
AusmaB, mit dem das Schaummedium in den Flor des 
Substrates eindringt, dadurch reguliert werden, daB 
man die R i chtungs 1 age des Durchlasses 4a bezliglich der 
Ebene des Substrates 1 unterhalb der Siebdruckschablone 
2 'andert. Dasselbe Ergebnis kann, vielleicht mit ein 
wenig hbheren Kosten, auch dadurch erreicht werden, 
daB man die Ri chtungs 1 age der Ebene des Substrates 1 
relativ zu dem DurchlaB 4a des Auf tr agsel ementes 4 
andert. Die Mittel zur Einstellung Oder Knderung der 
Ri chtungs 1 age des Durchlasses 4a beziiglich der Ebene 
des Substrates 1 beinhalten einen Zahnstangen-Zahn- 
ritzeltrieb 20, der den TrSger 3 um eine ortsfeste 
horizontale Achse in den Richtungen der Doppelpfeile C 
und damit das Auf tr agsel ement 4 im Uhrzei ger s i nn 
oder im Gegenuhrzei gersi nn bewegt, wie in Figur 1 
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dargestellt. Der Trieb 20 beinhaltet einen Ritzel 21 , 
das an dem betroffenen Endabschnitt des Tragers 3 
befestigt ist, eine horizontale Zahnstange 22, die 
mit dem Ritzel 21 in Eingriff steht, sowie einen Motor, 
5 der die Zahnstange in Richtungen im rechten Winkel 
der Ebene der Figur 2 bin- und herbewegt. Der Motor 
kann dabei ein von einem stromungsfahigen Medium 
betriebener Motor sein f beispielsweise ein doppelt 
wirkendes hydr aulisches oder pneumatisches Kolben- 
10 aggregat, dessen Kolbenstange mit Bezugsziffer 22 
in Figur 2 gekennzeichnet ist. Die Zahnstange 12 und 
der Motor sind auf einem ortsfesten Gestellteil 24 
montiert, das ferner auch den Support 10, das ein- 
stellbare Saugwerk 11 und den Schaumer zeuger 13 so- 
15 wie die Lager fur die Endabschnitte der Siebdruck- 
schablone 2 und des Tragers 3 tragen kann, Der 
Trager 3 ist vorzugsweise beziiglich der Siebdruck- 
schablone 2 auf- und abbeweglich, urn hierdurch 
den Druck andern zu konnen, mit dem das Auftragsele— 
20 ment 4 gegen die konkave Innenwandf lache der Sieb- 
druckschablone 2 anliegt. Der Trieb 20 kann auf dem 
Gestell 24 so montiert sein, daB er an der Bewegung 
des Tragers 3 relativ zur Siebdruckschablone 2 
teilnimmt. 

Die von dem Durchlafl 4a des Auf tragselementes 4 
definierte Wegbahn ist langlich schli tz formig und 
erstreckt sich quer zur Richtung des Langstrans- 
portes des Substrates 1 gemaB Pfeil A. Die Breite 
des Substrates kann iiber 5 m hinausgehen und der 
einzelne Schaumer zeuger 13 kann durch eine Gruppe 
von zwei oder mehr Schaumerzeugern ersetzt sein, 
insbesonder e , wenn der Trager 3 lang oder sehr lang ist, 
wobei dann jeder Schaumer zeuger Schaummedium in einen 
vorgegebenen Bereich des Tragers einbringt, so dafi 
letzterer gleichformig mit dem Medium gefullt wird, 
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das dann aus dem Trager 3 uber den Auslafi 3a in den 
oberen Bereich des Durchlasses 4a auf seinem Weg in 
Kontakt mit dem Substrat 1 eintritt, wobei es dann 
schlieBlich durch die Siebdruckschablone 2 hindurch- 
5 tritt. Die Siebdruckschablone 2 kann so gelocht sein, 
dafl eine gleichformige Lochver teilung in Achsrich- 
tung und/oder Umf angsr ichtung gegeben ist, oder 
mit Lochgruppen, die Muster bilden, je nach Art der 
Behandlung, der das Substrat unterzogen werden soil. 

10 Diese Behandlung kann die Aufbringung einer Farb- 
flussigkeit oder irgendeiner anderen Art von druk- 
kend wirkendem Material beinhalten/ die Aufbringung 
eines Klebstoffes, eines Bleichmittels , eines Spiil- 
mittels, eines Impragniermi ttels , eines Weichmachers, 

15 eines Ver stei f ungsmittels oder irgendeines anderen 

Wirkstoffes, der in gleichformigen oder selektiven 
Kontakt mit dem Substrat gebracht werden soil. 
Letz teres kann ein Teppichmater ial sein, irgendein 
anderes textiles Material, es kann sich urn laufen- 

20 des Bahnmaterial, urn einzelne Bogen, Streifen oder 

dergleichen handeln und es kann sich auch urn Papier 
oder Kunststoff und dergleichen handeln. 

Zweck der Winkeleinstellung des Auf tragselementes 4 
beziiglich der Ebene des Substrates 1 , d. h. von 

25 Richtungslagenanderungen des schlitzformigen Durch- 
lasses 4a relativ zu dieser Ebene r ist es, das 
Ausmafl der Eindringung oder Durchdr ingung des stro- 
mungsfahigen Mediums in das Material des Substrates 
hinein zu andern. Durch Drehung des Tragers 3 um 

30 seine Achse im Uhrzeigersinn , kann der DurchlaB 4a 
aus der in Figur 1 dargestellten vertikalen oder 
neutralen Lage in eine Stellung vor dem untersten 
Bereich der Siebdruckschablone 2 bewegt werden, so 
dafi das Hindurchtr eten des Schaummediums durch die 

35 Siebdruckschablone 2 fruher beginnt, als in der Figur 1 
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dargestellten Stellung des Auf tragselementes 4. Diese 
Einstellung kann von Hand oder durch eine Fernbetati- 
gung ubcr don die Kolbenstange 23 beinhal tenden Motor 
geschehen. Wenn die Abgabe von Schaumraedium zum 
5 Substrat dagegen verzogert werden soil, d. h. also 
das AusmaB der Eindringung iiber die Menge des aufzu- 
bringenden Schaummater iales reduziert werden soil, 
lafit man den Trager 3 Ciber den Trieb 20 in Gegen- 
uhrzeigersinn, gesehen auf Figur 1 f drehen, so daB 
10 der AuslaBbereich des Durchlasses 4a gesehen auf 
Figur 1 nach rechts aus der dargestellten neutralen 
Lage herausbewegt wird. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Winkelbeweg- 
lichkeit des Auf tragselementes 4 ist es, daB dies 

15 eine ausgepragte Stabilisierung der Siebdruckschablone 
2 zur Folge haben kann. Im Regelfall ist die Siebdruck- 
schablone 2 diinn oder sehr dunn und ihr widerstand 
gegen Verformung ist sehr gering. Wenn das Substrat 1 
mit erhohter Geschwindigkeit angetrieben wird, hat 

20 die Schablone 2 haufig eine deutliche Tendenz zu 

Schwingungen und/oder einem unrunden Lauf . Es hat 
sich gezeigt, daB geringe Winkelver lager ungen des 
Auf tragselementes 4 urn die Achse des Tragers 3 zu 
einer ausgepragten Stabilisierung der Siebdruckschablone 

25 2 fuhren konnen und damit zu einem deutlich ver- 
besserten Auftrag, d. h. einem gleichformigeren oder 
besser vorherbestimmbaren Auftrag des Mediums auf das 
Substrat fuhren . Einstellungen der Relativlagen der 
Ebene des Substrates und des Durchlasses 4a sind 

30 haufig er forderlich, um der Tatsache Rechnung zu 

tragen, daB der Flor eines vor hergehenden Substrates 
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hoher und/oder dichter war als der Flor des 
Substrates, das mit der Vorrichtung nun behandelt 
werden soli* Die Ebene der Bewegung des Substrates 
braucht auch rlcht immer eben zu sein. Dies hangt 
5 von der Natur und Konf iguration des Supportes 10 ab. 

Die Figuren 3 und 4 illustrieren einen Teil eines 
weiteren Ausf iihrungsbeispieles einer derartigeh 
Vorrichtung. Identische Teile • oder eindeutig analoge 
Teile zu den entsprechenden Teilen der Vorrichtung 
10 nach den Figuren 1 und 2 sind mit gleichar tigen 
Bezugszif fern, jeweils plus 100 f gekennzeichnet . 

Die Vorrichtung nach den Figuren 3 und 4 beinhaltet 
einen zylindr ischen Support 1 1 0 r der langs einer 
bogenformigen Wegbahn, wie mit dem Doppelpfel E ange- 

15 geben, um die Achse des rohrformigen Tragers 103 
bewegbar ist, so daB hierdurch die Richtungslage 
eines Abschnittes der Ebene des Substrates 101 : 
relativ zu dem Durchlafl 104a des Auf tragselementes 
104 verandert wird. Der Doppelpfeil D zeigt die 

20 Richtungen auf, in die der Trager 103 und die Sieb- 
druckschablone 102 um die Achse des zylindr ischen 
Supportes 110 bewegbar sind, um die Richtungslage 
des Durchlasses 104a relativ zur Ebene des Substrates 
101 zu verandern. Beispielsweise konnen der Trager 103 

25 und die Siebdr uckschablone 102 zwischen einerseits 
der in ausgezogenen Linien dargestellten Neutrallage 
und andererseits den Lagen bewegt werden, die mit 
der strichpunktierten Lage 102' und der ges tr ichelten 
Lage 102' • gezeigt sind. Wenn die Siebdruckschablone 

30 102 in die Stellung 102' bewegt ist, wird das Substrat 
101 aus einer ebenen horizontalen Lage entsprechend der 
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in ausgezogenen Linien dargestellten Lage des Substrates 
in eine unter schiedliche Ebene, beispielsweise die Lage 
101', bewegt, was zwei gerade horizontale Abschnitte 
und einen dazwischenliegenden bogenformigen Abschnitt 
5 beinhaltet. Der Krummungsradius des bogenformigen 

Abschnittes dieser Ebene entspricht dem Radius der 
zylindr ischen Aufcenf lache des Supportes 110, weil die 
Siebdruckschablone 102 und das Auf tragselement 104 
dann das Substrat 101 dazu bringen, sich an einen Ab- 
10 schnitt der Umf angsf lache des Supportes 110 eng anzu- 
schmiegen. 

Anstelle der oder zusatzlich zu der vorstehend erorter- 
ten Beweglichkeit der Siebdruckschablone 102 und des 
Tragers 103 mit dem Auf tragselement 104 urn die Achse 

15 des Supportes 110 kann der Support 110 zwischen einer 
Vielzahl von Stellungen urn eine ortsfeste Achse ent- 
sprechend der Achse des Tragers 103 bewegt werden r wenn 
der letztere seine neutrale Stellung einnimmt. Dies 
ist durch den genannten Doppelpfeil E aufgezeigt. Wenn 

20 der Support 110 in die Lage 110' bewegt ist, wird ein 
Abschnitt des Substrates 101 in die Lage 101' 1 bewegt, 
d. h., dafl das Substrat sich dann an einen Abschnitt 
der Umfangsf lache der Siebdruckschablone 102 anschmiegt. 
Wird der Support 110 in die gestrichelte Lage 110' 1 

25 bewegt, wird der rechts liegende Teil des Substrates 110 
auf ein Niveau hochbewegt, das uber dem des linken Teiles 
liegt. In den meisten oder zumindest in vielen Fallen 
ist es ausreichend, die Teile 102, 103, 104 fur eine 
Bewegung relativ zum Support 110, oder aber umgekehrt, 

30 zu montieren. 

Die Anordnung zum Fuhren der Teile 102, 103 und 104 
fur eine Bewegung urn die Achse des Supportes 110, und 
urn sie in den ausgewahlten Lagen zu halten, ist schema- 
tisch in Figur 4 gezeigt. Die Haltemittel beinhalten 
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stationare Lager fiir die Endabschnitte des Tragers 103 , 
wie beispielsweise das Lager 125. Jedes Lager 125 
hat einen bogenformigen Schlitz 126 fiir den jewei- 
ligen Endabschnitt des Tragers 103 und letzterer hat 
5 ein oder mehrere Biigel 127 fur Schrauben 128 Oder 

andere Mittel, um die Teile 102, 103 und 104 in aus- 
gewahlten Lagen relativ zu dem Support 110 losbar fest- 
zusetzen, beispielsweise zum Festsetzen der Teile 102, 
103 und 104 in S tellungen m entspr echend einer ausge- 

10 wahlten Richtungslage des Durchlasses 104a relativ zur 
Ebene des Substrates 101. Die Leitung 112 wird von 
einem Schlauch gebildet oder beinhaltet einen flexiblen 
Abschnitt. Wenn der Support 110 den Richtungen gemafl 
Pfeil E einstellbar ist f konnen seine Endabschnitte in 

15 entspr echenden Haltemitteln in einer Weise analog der 

oben fur den Endabschnitt des Tragers 103 beschr iebenen 
angeordnet sein. 

Die beschriebene Vorrichtung kann noch zahlreichen 
weiteren Abwandlungen unterliegen. So kann beispiels- 
20 weise der Schaumerzeuger 13 durch eine Speisung von 

pastosem oder leicht stromendera flussigen Medium ersetzt 
sein, das Saugwerk 11 kann fortgelassen sein und das 
porose Drucktuch 9 kann durch eine andere Abstiitzungs- 
und Forder einr ichtung fur das Substrat 101 oder 110 
25 ersetzt sein. Der Trager 3, 103 mufl nicht Teil der 

Zufuhr einr ichtung des Mediums zu dem Durchlafl 4a, 104a 
des Auf tragselementes 4, 104 sein und das dargestellte 
Auf tragselement kann durch eine Vielzahl anders gestal- 
teter Auf tragselemente ersetzt sein, solange die Vor- 
30 richtung nur in der Lage ist, die Richtungslage des 

Durchlasses des Auf tragselementes relativ zur Ebene des 
Substrates und/ oder umgekehrt, zu verandern. Das Ausmafl 
der Anderung der Richtungslage mufl nicht ausgepragt sein. 
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So muB beispielsweise, bezogen auf Figur 1 , die Winkel- 
beweglichkeit des Tragers 3 mit dem Auf tragselemet 4 
nicht 90° ubersteigen. In den meistert Fallen braucht 
das AusmaB der Winkelver stellung des Auf tragselementes 
nicht uber 10° hinauszugehen und kann lediglich einen 
Minutenbruchteil r d. h. weniger als 1°, eines solchen 
Winkels betragen. 

Auch der Einsatz der Siebdruckschablone 2, 102 ist 
wahlweise r d, h. r das Auf tragselement 4, 104 kann das 
Medium gegebenenf alls auch direkt in Beruhrung mit 
der entsprechenden Seite des Substrates bringen. 
Daruberhinaus kann die gezeigte Siebdruckschablone durch 
eine nicht zylindrische Schablone ersetzt sein, die uber 
eine Oder mehrere Walzen so angetrieben wird, dafl sie 
ein Untertrum benachbart der Oberseite des Substrates 
hat. 
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